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Manapsag a félvezetd eszkozok gyartasanak technologiaja ott tart, hogy tobb ezer
elektronikai komponenst integralnak egyetlen chipre. Ez a nagyfoku integraltsag csak
ugy érhetd el, ha a komponenseket néhany nm-es vastagsagban helyezik el. A fém-
szilicidek vizsgalata azért Ilényeges ebben a tartomanyban, mert a VLSI
technologiaban alkalmazott kontaktusokat kobalt illetve nikkel felhasznalasaval
kivanjak megvalositani. Ezeknek az elektronikai eszkozoknek az eldallitasahoz,
¢lettartamuk becsléséhez és a miikddésiik kozben fellépd hibak kikiiszoboléséhez
nagyon fontos, hogy a hatarfeliileti difftizids folyamatokat ismerjiik és kontrollaljuk.

Szamitogépes szimulaciok és kisérleti bizonyitékok is azt mutatjak, hogy
legalabbis a diffizios folyamat korai szakaszaban példaul egy A/B tipusu diffuzids
parban a kezdeti nagy mobilitasbeli kiillonbség dnmagaban is eredményezhet linearis
hatarfeliilet elmozdulast. Ez az eredmény ellentmond a hagyomanyos diffuzios
elméletnek, amely a folyamat kezdetétol parabolikus kinetikat josol [1].

Ebben a munkéban el6tanulmanyokat végeztiink annak eldontéséhez, hogy a fent
vazolt elmélet igaz lehet-e olyan esetben, ha a komponensek a diffuziés folyamat
soran intermetallikus fazist alkotnak. Co és amorf Si vékonyrétegek kozott keletkezo
CoSi intermetallikus fazis hatarfeliiletének elmozdulasat vizsgaltuk 210, 220 és 230°C
hémérsékleten, hokezelés kdzben végzett négy pontos ellenallasméréssel.

A kisérletek soran kaptuk, hogy a hatarfelillet elmozdulasanak kinetikaja
mindharom homérsékleten eltér a klasszikus elmélet szerinti parabolikus idofiiggéstol,
igy azt mondhatjuk, hogy valdszinileg nem csak a klasszikus Fick féle diffuzios
folyamatok jatszanak szerepet a Co és a Si kozotti kialakult 0j fazis hataranak
mozgasaban.
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